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Przy mozliwosci wiaczenia powierzchni
1.15 SZATNIA (PRZEDSIONEK) ~ dszta2 jednej Tra'alety (fazlenkl) wyposazenie nalezy
POMIESZCZENIE 10, 50 T uzupetni¢ o stolik 80-90x 80-120cm,
4 ywak z szafka 80 cm + szafka 40-80
cm (plus szafki wiszace).
. . 120x
Szafy / regaly / wieszaki N |[sz120| 4 60 | 60 N N N N M
(na materiaty eksploatacyjne)
%240
|Szafki na buty (wg rzutu) N M
1.17 SZATNIA DAMSKA -
Stolik N Rsved ET
x80
POMIESZCZENIE 422 3160
30, 50
120x
Szaf i ki
[ mteray esomscrie) 20| o I L R B R
v ekeploatacys 240
Szafki na buty (wg rzutu) N
1.16 SZATNIA MESKA - Stolik N 90x60|
x80
6szt.x2
POMIESZCZENIE 30,50 3x16A
Miska ustepowa 1 T T
Umywalka 1 T T
1. 13 TOALETA MESKA |S?—afka 1
- Pisuar 1 T T
2szt.x2
POMIESZCZENIE 30,50
Miska ustepowa 1 T T
1.14 TOALETA DAMSKA Umywalka 1 T T
|Szafka 1
POMIESZCZENIE
- do urzadzenia jest dodatk
stolik
Cl -1 p i i hni 95x73; 2szt.x2 APV " P
powierzehnil 1 it IET I Y] T 80 N s |27 2500 T 300 N2, 50m3/msc T |- préinia z lokalnej pompy prézniowe:
CMP 100 30, 50 N .
- generuje odpady chemiczne
https://logitech.uk.com/product/Ip70,
71x87 5 b
Scriber + zestaw komputerowy N 1 X871 400 | N N 50 N s |230,50] s00 T ar T
x175 pneumatyka
100 6 bar, N2, 3bar, 20
Breaker +zestaw komputerowy N 1 x100 | 450 N N 50 N s |230,50[ s00 T pneumatyka m3/mac T
x145 2l/min
- ujecie wody zimnej do jednego
dygestorium - wg rysunku
https://labstyl.pl/pl/oferta/dygestoria/dyges
150 3bar, torium-laboratoryjne-std/
Dygestorium 150cm N D-150 1 x95 150 N N N N S 230,50| 3000 T 750 T 100m3/;nsc (
1.12 OBROBKA MECHANICZNA (BRUDNA) x245 Ttt.ps: IIa;st\/lt.pl ;?I ofet;ta dvlge:torla dyges
(SZLIFOWANIE / SCRIBER) orium-laboratoryine-std/ ) - 1szt.
dedyk scriber +1 szt.
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) N S T T
Zestaw komputerowy N 2 230, 50
St6t laboratoryjny mobilny (wg rzutu) 2 St6t na kotkach
Stot laboratoryjny (wg rzutu)
|Biurko (wg rzutu)
Szafka (kontener) niska z szufladami (na kotkach),
mieszczacy sie pod blatem stotu laboratoryjnego 2
(wg rzutu)
N 90x60
Szafa laboratoryjna N SZ-90 3 200
Ramie odciggowe N 1 T
Krzesto (wg rzutu)
Bsztx2 2c urzadzenia generuja dodatkowy hatas i
POMIESZCZENIE N 30,1szt T T T T T T T 1S0 8 T (+/- |30-60%| ~5kW |30-50% T T N2 dr a:ia 8 a v
X420 3°0) 8
Sluza powietrzna
1.12a SLUZA POWIETRZNA szafld bhp (wg rzutu)
Umywalka T T
POMIESZCZENIE T T T T 1SO 8 T
Ewentulanie proznia z lokalnej pompy
) 5 100 prozniowej umieszczonej w korytarzu
Profil t! h; 40- T,
(r::sltZTe‘ear:tm;?b:zTchm) N 1 x80 | 150 | N N N N s |230, 50| ~1kw L T T T e A N2 T |technicznym
Y vy x150 : https://www.kla.com/products/instruments
/stylus-profilers/p-17
Profilometr optyczny (z zestawem komputerowym | 1 40 x40 50 N N N N M |230,50| s00 T T T
na stole laboratoryjnym 90x75x80) x45
Stot (1szt. do + 1szt. 80- 40 T, https://www.interlab.pl/produkt/stol
Y -coP urisE oy 2 100x80| 150 s ' - - -2/0
do mikroskopu) 60% 7atm.
x80
T (laser!
Mikroskop laserowy cyfrowy (umieszczony na 80x60x fioleto https://www.keyence.eu/products/microsc
. N N 1 50 N N N N 230, 50| ~1kw T T "
stole antywibracyjnym) 50 wy 450 ope/laser-microscope/vk-x3000/
nm)
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Mikroskop LED cyfrowy (z zestawem N 1 80 x60 50 N N N N s 230, 50| ~1kw T T
owym) x50
CZAsO
1.11 POMIARY WY Ewentulanie préznia z lokalnej pompy
120 prozniowej umieszczonej w korytarzu
SEM nabiurks ikrosks lekts 40- T, techni . Powinien by¢ umi
nabiurkowy(mikroskop elektronowy) N i w60 | 200 T N N N s |230,50| ~1kw L o T N2 r [rechnicznym. Powinien by¢ umieszczony
(z zestawem komputerowym) 60% 3atm. zdala od drzwi i nie by¢ narazony na drgania
x120 - <
od pobliskich urzadzen
Moc UC 1-2kW
Stoty laboratoryjne (wg rzutu)
Szafy laboratoryjne (wg rzutu)
Szafka (kontener) niska z szufladami (na kétkach),
mieszczacy sie pod blatem stotu laboratoryjnego
(wg rzutu)
Zestaw komputerowy N 3
Krzesto (wg rzutu)
- Drzwi z pom. pomiary do pom.
nanochemia wyposazone w sitownik
POMIESZCZENIE Ceee T T T T T T |iso6| T 2(i/C 40w | 4O N2 T fovﬁ?::::nfrr:;::irz\elotjroej p:rr:f !
30,50 ¥ 60% 60% prozniowej ) w koryt
1°C) technicznym
- oswietlenie z mozliwoscig zmiany
biate/z6fte
60 x60
Suszarka laboratoryjna N 1 x;l) 80 N N N N S ]230,50| 2kw
Lodéwka N Lﬂ 1 60x60 50 N N 40 N S 230, 50| 0,2kW
(+4°C) X85
N 100
Zmywarka laboratoryjna N 1 100 N N 45 N S 230, 50| 2,5kw
x60 x85
70x70
Myjka do masek N 1 x;B 120 N T 90 N S 230, 50| ~1kw N2
Natrysk bezpieczenstwa NB 1 80x80 T
Oczomyjka oM 1 T
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T - Wyposazony w Oczomyijke
- Wentylacja mech. tylko podczas pracy
urzadzenia
60 %60 T https://www. om/product/od
Plasma stripper N 1 1180 250 T N 0 N S 400 4kw T 150 (101/mi N2 02, SF6, Ar T |yssey-hdrf/
n) - ie préznia z lokalnej pompy
6zniowej umi j w korytarzu
|technicznym
Dygestorium 120cm 120
Ve . . N D-120 1 x70 250 N N 40 N N 230,50| 3kw T 600 N2
(do mycia organicznego)
X240
Dygestorium 120cm 120
Ve P . . N D-120 1 x70 250 N N 40 N N 230,50| 3kw T 600 N2
(do trawienia mokrego nieorganicznego)
X240
Ptuczka ultradzwiekowa, megasoniczna (w 40 x40
dygestorium do trawienia mokrego N 2 ¥30 5 230, 50| 0,3kw T
Mieszadfo magnetyczne 1
Waga labooratoryjna 1
pH metr 1
40x40;
Mikroskop optyczny stojacy na stole 120x75 N 1 ;D X 25 230, 50| 0,3kw
Kuchenka elektryczna do grzania z trzema ptytami 60x30x
grzewczymi N 1 2 10 230, 50| 0,3kW T
(w dygestorium do mycia organicznego)
90x45x
CZASO &
1,10 NANOCHEMIA Szafa na szkto laboratoryjne N SZ-90 2 200 30
wy
- Szafa do przechowywania odczynnikéw na
. 60x45x b prac
Szaf: [ d ki N SZ0-60 2 60 T
7afa wentylowana na odczynniki 200 Z odzielonymi, wentylowanymi komorami
dla réznych grup odczynnikow.
SZOT- 60x45;
Szafa went. na odczynniki toksyczne i odpady N 1 XX 60 T
60 200
Stot mobilny na $rodku pomieszczenia (wg rzutu) N
120
Szafki azotowe + stelaz N 2 10 N2
x80
Stoty robocze (wg rzutu) N
Szafka (kontener) niska z szufladami (na kotkach),
mieszczacy sie pod blatem stotu laboratoryjnego N
(wg rzutu)
6060x1
St: dy DI N 1
acja wody 0
Stolik mobilny na kétkach (wg rzutu) N
Krzesto (wg rzutu)
- Pomieszczenie z urzadzeniami
pr: do pracy ze
chemicznymi (organiczne i nieorganiczne)
- Mozliwosc¢ r ia pracy dygestori6
21°C - Oswietlenie zotte w pomieszczeniu;
4szt. 40- - Drzwi t d sty
POMIESZCZENIE SzLX T T T T T T |iso6| T | (- 3kW |40-60% T T N2 T rzwi wewnetrzne od strony
230, 50 1°0) 60% pomieszczenia Pomiary - przesuwne
elektryczne z obustronnym czujnikiem ruchu|
z mozliwoscia jego wytaczenia w celu ich
otwierania na przycisk;
- Przejscie do pomieszczenia Fotolitografii
przy zastosowaniu $luzy powietrznej;
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120810 - Ewentulanie préznia z lokalnej pompy
Mask Alligner N 1 0x190 300 | T,uv N N S 230,50 2kw T T 35-45%| 150 6-8 bar N2, 5 bar T prozniowej umieszczonej w korytarzu
technicznym
Ewentulanie proznia z lokalnej pompy
) prozniowej umieszczonej w korytarzu
L. - Wit 80x80; T,
aser-writer N 1 x80x| 6o T N 0 N s |230, 50| 2w L T T 35-45% . T |technicznym-
+ stot antywibracyjny 80 5atm. .
https://www.interlab.pl/produkt/stoly-
|optyczne.html#dokumenty
212
x212
X225 -
Wymia 3szt.x4
r 00 lub - Ewentulanie préznia z lokalnej pompy
Urzadzenie do naktadania rezystu N 1 urzadz [ 500 N N 0 N S 1szt.x2| 3kwW T T T 500 T T N2 T prozniowej umieszczonej w korytarzu
eniaz 30, technicznym
obszar 50/60
em
serwis
owym
D torium 120 120x90
ygestorium 120cm N | Dpa20| 1 X301 250 | N N 40 N s |230,50] 2kw T T N2
|(do wywotywania) %210
o . 60x45x
Szafa na odczynniki chemiczne N |szo-60 1 200 60 T 150
Mikroskop optyczn 1 OGO 35 | N 230, 60| 0,5kW T T Lokalizacja na stole 120x75x80
1.09 FOTOLITOGRAFIA ! p optyczny 60 601 0/ zacj 75X
Reflekt tr opty d iard bosci 80x60; T, DUV N
efiektometr optyczny do pomiarow grubosci 1 X00X| 60 230, 60| 0,5kW T T _ Lokalizacja na stole 120x75x80-
warstw rezystu 80 NIR
90x45;
Szafa laboratoryjna $Z-90 1 X
200
60x60; 230,
Suszarka laboratoryjna 1 O 20 ’ | 1,5kw
60 50/60
40x40x 2|/min-
Szafka azotowa 1 50 10 przeplyw
ciagly
Stolik mobilny na kétkach (wg rzutu) N
Szafka laboratoryjna niska z szufladami (mobilna)
(wg rzutu)
Stot laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu) N
- Nawiew laminarny na catej powierzchni
sufitu;
podtoga podniesiona perforowana do
6 e Odocs'?v?:t\r::\‘::j:;ae;w omieszczeniu;
POMIESZCZENIE szt.x23 T T T T T T I1S05 T (+/- [40-50% 40-50% T T N2 T ‘ ) P !
o, - Sluza powietrzna podawcza z
0,50 1°C) . . .
pomieszczenia nanochemia
- Ewentulanie prdznia z lokalnej pompy
prozniowej umieszczonej w korytarzu
technicznym
Sluza powietrzna - Sluza podawcza faczaca lab. fotolitografii
1.09a SLUZA POWIETRZNA P |!ab. nanochemii
POMIESZCZENIE T T T 1SO 5 T
Pompy prézniowe (w przypadku braku prézni 230, 50
" 3-7 500
centralnej) 60
Stacja wody DEMI 1 T
Stacja wody DI 1 T
Wozek laboratoryjny do transportu odczynnikéw z N 1 50x80x
Magazynu do pomieszczen laboratorium 100
Szafa went. na odczynniki SZ0-60 3 602);‘05)( T 250
Szafa went. na odczynniki toksyczne szot- 1 T 250
1.08 MAGAZYN CHEMICZNY/ : Y Ve 60
POM. APARATUROWE 60x45x
dla potrzeb ~ Szafa na szkto laboratoryjne SZ-60 2 200
FOTOLTOGRAFIA/NANOCHEMIA/POMIARY . N 90x45x
Szafa na materiaty eksploatacyjne SZ-90 2 200
Szafa went. na odpady chemiczne SZ0-60 2 T 250
Natrysk bezpieczenstwa 1 T T
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T
Oczomyjka 1 T T
Stét laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
4
20- - Zasilani i i iach
POMIESZCZENIE sztx23 T T T T T T T |sos| T | 40-60% T T asilanie ";’i"ip“aze"'a W pomieszczeniac
0,50 °
120x45
Szafa na materiaty eksploatacyjne $2-120| 3-6 xZ;D
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) N T T
60x60x
Pralka N 1 20 80 T T N 230,50] 2,5 kw
8-10
System do wstepnego oczyszczania wody dla m2/ 600- L5
produkcji wody dejonizowanej ( System filtracji z N 450- 200 T 60 T N 230, 50 k\A; T - Spust podfogowy zalecany
kolumnami uzdatniania, zbiorniki, pompy) 500x20
0x150
Pompa prézniowa, obrotowa do ICP-RIE cluster N 1 110x50 150 N T 70 T s T N2 - Sterowa'ne i zasilane poprzez urzadzenia w
CH1 x60 laboratorium
Pompa prézniowa obrotowa do ICP-RIE cluster N 1 110x50 150 N T 70 T s T N2 - Sterowa'ne i zasilane poprzez urzadzenia w
CH2 x60 laboratorium
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- Sterowane i zasilane poprzez urzadzenia w
Pompa prézniowa obrotowa do ICP-RIE cluster N 1 60x40x 20 N T 70 T s laboratorium
load-lock 40 - Zlokalizowany pomiedzy pompami
obrotowymi CH1 i CH2
Pompa prézniowa obrotowa do PECVD N 1 110x50 150 N T 70 T S T N2 N Sterowa.ne izasilane poprzez urzadzenia w
X60 laboratorium
Pompa prézniowa obrotowa do ICPCVD, (ZAKUP 110x50 - Sterowane i zasilane poprzez urzadzenia w
PLANOWANY W PRZYSZOSCI) N ! x60 150 N i " T s i N2 laboratorium
Pompa prézniowa obrotowa do ICP-DRIE, (ZAKUP 110x50 - Sterowane i zasilane poprzez urzadzenia w
¢ N 1 150 N T 70 T N T N2
PLANOWANY W PRZYSZtOSCI) x60 laboratorium
60x50) - St i zasil dzeni
Pompa prézniowa obrotowa do sputrona PVD N 1 x50 30 N T 70 T S erowa.ne ! zasilane poprzez Urzadzenia w
60 laboratorium
Pompa prézniowa obrotowa do napylarki PVD In N 1 60x50x 30 N T 70 T S - Sterowane i zasilane poprzez urzadzenia w
|(ind) 60 laboratorium
60x50) - St i zasil dzeni
Pompa prézniowa obrotowa do pieca RTP N 1 x50 30 N T 70 T S erowa.ne ! zastiane poprzez urzadzenia w
60 laboratorium
Pompa prézniowa obrotowa do pieca N 1 60x50x 30 N T 70 T S - Sterowane i zasilane poprzez urzadzenia w
- |lutowniczego 60 laboratorium
o 50x60)
2 Chiller-y do komér reakeyjnych CH1, CH2 N 2 o | 0| N T s
3
o
Chiller do sputronu PVD metalizacja N 1 10}(08);60 120 N T 70 T S
Scrubber-y (neutralizatory gazow poreakcyjnych N 3 50X50x 40 N N N T s 230, 50 0,1kW T 250 - Odciag wentylacji chemoodporny
= podtaczane do wylotu pomp -CH1, CH2, PECVD) 120 60
&
E Scrubber-y (neutralizatory gazow poreakcyjnych 50X50x 230, 50
E podtaczane do wylotu pomp ICPCVD, ICP-DRIE N 2 120 40 N N N T S 6;) 0,1 kw T 250 - Odciag wentylacji chemoodporny
8 (ZAKUP PLANOWANY W PRZYSZ+OSCI)
&
g
H 60x60) 230, 50 - W hani d| dzeni
2 Generator wodoru N 1 O 35 N N N T S 1,5kw y.maga mee anlczneg? ceprowadzenia
g 90 60 powietrza z nad urzadzenia
- Rozmieszczenie butli w szafach:(BCI3 i SiCl4|
N2 ), (CI21i HBr), (NH3 i SiH4), (CO2 i He)
(przedmuchiw - Linie gazowe z SiCl4, BCI3 oraz C4F8
Szafana2 butle 101 N 4 ok.300 T s 230,50{ 0,15 T 150 T,6bar anie wymagaja grzania za pomoca przewodow
; 60 kw (pneumatyka reduktoréw grzejnych
przy wymianie https://www.carlroth.com/pl/pl/szafy-na-
butli) butle-gazowe/szafa-na-butle-gazowe-g90-na
butle-gazowe-10-I/p/ccc5.1
- Gazy nie umieszczone w szafach gazowych
na | pietrze beda dostarczane rurkami 1/4" z
i, sicla, Il pigtra .(z korytarz.a technicznego).
Dozownik na stelazu, 110 cm nad podtoga,
" . 65x25x 230,50{ 0,15 BCI3, CH4, .
1.07 POM. APARATUROWE - Dozownik gazow procesowych (gas pod) CH1 N 1 60 N N N T S T 50 T H2 sterowany poprzez urzadzenie w
125 60 kw HBr, N2, Ar, \sboratorium
02, SF6, CO2 L .
- Linie gazowe z SiCl4, BCI3 wymagaja
grzania za pomoca przewodéw grzejnych
do temp 40C
- Gazy nie umieszczone w szafach gazowych
65x25% 230,50] 0,15 C4H8, CHF3, na | pigtrze beda dostarczane rurkami 1/4" z
Dozownik gazéw procesowych (gas pod) CH2 N 1 125 60 N N N T S 6;) k’W T 50 T H2 SF6, Ar, N2, Il pigtra (z korytarza technicznego)Dozownik
02 na stelazu, 110 cm nad podtoga, sterowany
poprzez urzadzenie w laboratorium
swasgva || e prow
o 65x25x 230,50{ 0,15 95%, SF6, ! pigtrze becq zane rurkami 1/%7 2
Dozownik gazow procesowych (gas pod) PECVD N 1 100 60 N N N T S 60 oW T 50 T N20, NH3, N2, Il pigtra (z korytarza technicznego)Dozownik
A;r CFtll ! na stelazu, 110 cm nad podtoga, sterowany
! poprzez urzadzenie w laboratorium
- Gazy nie umieszczone w szafach gazowych
. . SiH4, SF6, na | pietrze beda dostarczane rurkami 1/4" z
(DZ‘Z:SP":Li?gc’vz;’:x°:"’g:‘s§;2‘;d) IPAVD, | 1 Gslx:;x 60 N N N T s 232;)50 i\i/s T 50 T H2 CHF3, N2, 02, Il pigtra (z korytarza technicznego)Dozownik
NH3, Ar na stelazu, 110 cm nad podtoga, sterowany
poprzez urzadzenie w laboratorium
- Gazy nie umieszczone w szafach gazowych
Dozownik gazéw procesowych (gas pod) ICP-DRIE, [ . essx| o " N " : s |05 o1 ; o T o SF6, CFa, Cl2, ":a : "tztzekzedzr‘i:?:;?:;;“'ok]z";'zixnii
(ZAKUP PLANOWANY W PRZYSZOSCI) 100 60 | kw NH3, 02, Ar n:;elaiu : g‘cm ad e dmg: wtrmany
poprzez urzadzenie w laboratorium
120x45
Szafa na materiaty eksploatacyjne N Sz-120| 2-6 xZ;D
90x45;
Szafa na materiaty eksploatacyjne N Sz-90 | 1-2 ZXDD X
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- Lokalizacja przebi¢ w stropie wg rysunku
- Lokalizacja urzadzen obstugujachych lab.
epitaksji wg rysunku
- Gniazdka rozpieszczone réwnomiernie na
catej dlugosci korytarza. W pomieszczeniu
beda sie znajdowac dodatkowe urzadzenia
obstugujace laboratorium MBE/MOCVD nie
18s2tx wymienione w arkuszu
230, 50 2- -Pomieszczenie przeznaczone do
POMIESZCZENIE 351;.)(4 3kwW T T T T T T T T IS0 8 T 2°C 6 kW |40-60% T T N2 przechowywania materiatéw
2 eksloatacyjnych. Bedzie tam rowniez
znajdowac sie system wstepnego
oczyszczania wody do produkcji wody
joni j. Powinien byc zap:
dostep do linii N2 i sprezonego powietrza
obok zlewu oraz na Scianie przy ktorej
bedzie system uzdatniania wody.
- rozmieszczenie oraz ilo$¢ wpustow
posadzkowych wg rozmieszczenia urzadzen
- odcigg wentylacji chemoodporny
PECVD N 1 93:;20 00 | T N N N s | 420 | 10kw i i i 222('}c 40-60% hTa S) pnTe'me;;ka N2 T |- podtaczenie do dozownika gazéw
reakcyjnych (Gas pod);
- odcigg wentylacji chemoodporny;
- w trakcie pracy urzadenia ciagly przeptyw
N2;
Trawienie ICP-RIE (cluster) podwdjna komora + M 1 340%60( . N N N s a0 | 25K = = o = T, 7 bar, 2 He | podiaczenie do dozownika gazéw
komora zatadowcza (préiniowa) x170 w pneumatyka reakcyjnych (Gas pod);
- pozostate elementy urzadzenia beda
¢ sig w korytarzu; technicznym.
Trawienie ICP-DRIE pojedyricza komora 90x160 2- T3 .7 bar, - odcigg wentylacji chemoodporny;
zatadowcza (prézniowa), (ZAKUP PLANOWANY W 1 400 T N N N S 420 | 10kw T T T N 40-60% ' ’ N2 He T - podtaczenie do dozownika gazéw
PRZYSZ£OSCI) X150 RS bary) | pneumatyka reakcyjnych (Gas pod);
‘ - odcigg wentylacji chemoodporny;
IcpcvD (Z,A’fup PLANOWANV W PRZYSZLOSCI- 1 90x1601 50 T N N N s 420 | 10kw T T T - 40-60% U T, 7 bar, N2 He T |- podiaczenie do dozownika gazéw
wymagania instalacyjne jak dla PECVD) x150 22°C bary) | pneumatyka reakeyinych (Gas pod);
1.06 DIELEKTRYKI / OSADZANIE / CZASO |szafa laboratoryjna N SZ-90 3 90xasx
TRAWIENIE wy 200
Lokalny nadmuch laminarny z filtrem Heppa na 120x60 230, 50/
noézkach do umieszczenia nad stotem 1 x180/2| 100 62) 200
|!aboratoryjnym 40
Stot laboratoryjny (mobilny-kétka) dla obstugi 1 Soizox 230, 50]
PECVD - komputer i monitor 20 60
Szafka azofowa mata + stelaz (na stole 2 40x40x 10 N2
|!aboratoryjnym) 50
Stot laboratoryjny (wg rzutu)
Szafka laboratoryjna niska z szufladami (mobilna)
(wg rzutu)
Mikroskop (na stole) 1
|E|ipsometr (na stole) 1
Krzesto (wg rzutu)
Gazy
21°C 1,7 bar, H2, 50 wymien:\iv.Jne
POMIESZCZENIE 230,50 T T T T T T 1S06 T (+/- [40-60%| 40-60% T . N2 powyzej o T
10) pneumatyka cm3/min e
najmniej 5N
- Wokot urzadzenia wymagana strefa
120x90 20- T,7 bar, serwisowa szerokosci 50 cm. Strefa
Sputron PVD N e x220 600 T N N N E | u u 22°C 2y u pneumatyka N2 LY serwisowa moze by¢ wspdlna dla urzadzern
stojacych obok siebie
420,
Piec lutowniczy N 1 801’;7;)‘ 250 3sztx2 | 18kW T 3kwW T T N2 10l/min. T
30
150x13
3x150 N2; 2 |/min
. (ze 3szt.x4 20- T; 17 |/min; 6 (max, purge),
Piec RTP N 1 strefa 280 N N N N S 20 60kW T T 22°C 10kW | <60% T bar H2 10 1/min (max, N2, Ar T
serwis ballast); 1 bar
owa)
T; 0/28/115
(idle/typical/m ?ifi‘rl’sj//:;;cal/m - Wokot urzadzenia wymagana strefa
Napylarka termiczna In(ind) | g | Kurthje0xEaxt oo | g N N N s | 420 [8skw| N N T T 20y KW | <65% T ) l/min; ax) I/min; serwisowa szerokosci 50 cm. Strefa i}
Lesker [ 200 22°C <5um particle <5um particle serwisowa moze byé wspélna dla urzadzen
filtration; 5.5 ) . stojacych obok siebie
bar filtration; 0.7
bar
Szafa laboratoryjna N Sz-90 | 23 902);‘05)(
1.05 METALIZACIA
(SPUTRONY + TERMALNE) Szafa laboratoryjna N |sZ-60 1 602);‘;)(
Stot laboratoryjny (mobilny-kétka) dla obstugi PVD 60
N T N 1 80x60x
termiczne In- komputer i monitor 20
Lokalny nadmuch laminarny z filtrem Heppa na 230, 50/
noézkach do umieszczenia nad stotem N 1 100 62) 0,2kw
laboratoryjnym
Szafka azotowa mata + stelaz (na stole 2 40x40x 10
laboratoryjnym) 50
Stot laboratoryjny (wg rzutu) N
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Szafka laboratoryjna niska z szufladami (mobilna) N
(wg rzutu)
Zestaw komputerowy N 2 230, 50
| Mikroskop N 1
Krzesta (wg rzutu) N
Air shower 210x11
(z szatni czystej do lab. metalizacji) 0x210
652t.x2 e Do wszystkich urzadzeri pompy prézniowe
POMIESZCZENIE - T T T T T T |is06| T | @+~ [40-60% 20-60% T T T T T ¥ zadzen pompy p
30, 50 1°) w korytarzu technicznym
Szvafa ub'ramowa wentylowana z filtrem HEPA, 1 140x70 230,50| 2kw
wieszaki x220
90x40;
Regat (na obuwie cleanroom) 1 ;D o
Rega na drobne przedmioty, $rodki ochrony 1 60x50x
1.04 SZATNIA CZYSTA osobiste 0
Regat (na materiaty eksploatacyjne)(wg rzutu)
tawka (wg rzutu)
21°C
POMIESZCZENIE T T T T T T T 107 T (+/- [40-60%| 40-60%
1°C)
- Zasilanie szafek azotowych (przeptyw azotu
ok. 101/min).
Szafy azotowe do przechowywania probek N 24 50x55x 40 230 T 12 N2 T - Pod'aczem.e do IV\./yf:lagu .

115 - Ewentulanie préznia z lokalnej pompy
prézniowej umieszczonej w korytarzu
technicznym

1.03 SZAFKI AZOTOWE Stot (we rzutu) N
Regaty (wg rzutu) N
- Pomi ie uzywane do
35202 21°C miedzy pomieszczeniami/pigtrami, do
POMIESZCZENIE 30 '50 T T T T T T 1S0 6 T (+/- [40-60%| 40-60%| 10 N2 T przechowywania prébek;
. 1°C) - W pomieszczeniu schody miedzy
poziomem +1/+2
1.03a KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE
Suszarka laboratoryjna + stelaz 1 80 N N 0 N N 230,50| 2kw
Loddwka (na odczynniki) 1 50 N N 40 N S 230, 50| 0,2kw
Zmywarka laboratoryjna 1 100 N N 45 N S 230, 50| 2,5 kw
T
(Swiece!
nie
pazmy
PI; ikrofal tole laborat
22ma mikrofalowa (na stole laboratoryjnym 1 100 |V N 0 N s KW T N2 Ar, 02 T |- lokalizacja na stole
120x75x80) komorz!
e
proces
owej
Uv-vis
Dygestofiurr\ 120cm ) . D-120 2 250 N N 20 N s |230,50| 3kw T 600 N2 - Odciagi chemoodporne (winidur, blacha
(do trawienia mokrego nieorganicznego) kwasoodporna);
Dygesto.rium 121.)cm D-120 1 250 N N 20 N S 230, 50| 3kw T 600 N2 - Odciagi chemoodporne (winidur, blacha
(do mycia organicznego) kwasoodporna);
Kuchenka elekfryczna do grzanla (Hote plate - z 2 10 230,50{ 0,3 kw T
trzema ptytami grzewczymi)
Dygestorlulrn 12.Dcm D-120 1 250 230, 50| 3kw T 600 N2 - Odciagi chemoodporne (winidur, blacha
(do galwanizacji) |kwasoodporna);
Mikroskop optyczny 230, 50| 0,3 kW
1.02 MIKROCHEMIA c%/)::o Oczomyjka oM 1
Natrysk bezpieczenstwa NB 1
Stot laboratoryjny (wg rzutu)
120
SZOT- 60x45; - Ki i dy ni i ,
Szafa went. na odczynniki chemiczne 2 xaox 60 T wymia wasylzasa.x .y nleoljganlczne
60 200 n/h rozpuszczalniki organiczne;
I, 120
Szafa went. na odczynniki toksyczne SZOT- 60x45x 5
i odpack 6o | ! 200 | i e
pady n/h
| Mieszadto magnetyczne 1
ptuczka ultradzwiekowa 1
" 60x45x
Szafa na szkfo laboratoryjne / sprzet $2-60 3 200 35
Zlew laboratoryjny (wg rzutu)
Stacja wody dejonizowanej 250 S 230, 50| 1kw
|Szafka laboratoryjna niska z szufladami N SZ-90 1 90x75
40 x40
Okienko podawcze do pomieszczenia Montaz 2 x:l)
Stolik mobilny na kétkach (wg rzutu) N
Szafka laboratoryjna niska z szufladami (mobilna) N
(wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
T (brak N R, . 2
(e recyrku 21°C - Mozliwos$¢ regulowania pracy dygestoriow
POMIESZCZENIE e T T T T T Ia"q_i 1506 | T (+/- |40-60%| 3kw |40-60% T N2 - Brak powietrza powracajacego do uktadu
100%) 1°C) klimatyzacji (uktad 100% stratny)
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240 (w T-5,5-7 bar,
przypa T( czytos¢ ISO
dku _ 8573-1, klasa 4| _
Finetec| 190x18| dodatk 230, 50 Opcjon wydain 1826 501/min N2, 2ifmin,
Die-bonder (urzadzenie do montazu) IN 2 N N | <0 | N % 722 3,50w pol os¢ > <75% N 1m3/msc, 1- N |- kwas mrowkowy
h 5 owego 60 al. UPS C (standby), 110 .
150mA Y 4bar, min 3N
modut 3) I/min (praca)
u+3s max. 3001/min
kg) --150m3/msc
T-<
300
1.01 MONTAZ 2 CZASO ras T-min. mbar
rozbudowa istniejacego pomieszczenia wy 0,45k 18-26 4,5bar(6b: - Prozni tralna lub ew. lokall ki
( Jacegop ) Wire-bonder (urzadzenie do montazu) N 1 |Bondte|120x75| 75 N N | <0 | N m | 230 | * N > <75% N Sbar(6bar, N2 (9[- Préznia centraina lub ew. lokalna pompka
c w C $6 mm na 6mm |prézniowa
wyjsciu) na
wyjsciu
)
50%55; 0,15k
Lodéwko-zamrazarka N 1 ;5 | so N 0 | N Mo[ 20 [0 N 50W |40-60% N
Szafy (wg rzutu) N N
Stoty robocze (wg rzutu) N N
Krzesto (wg rzutu) N
5 szt. e
POMIESZCZENIE N 50,50 T T T T N N T T | 1506 | T | (+- [a0-60%| <3kw |a0-60% N N2 T
g 1°0)
1.01a $LUZA POWIETRZNA Air Shower
POMIESZCZENIE T T T _[1s08] T
1.19 KOMUNIKACIA
POMIESZCZENIE
21°C
1.20 KOMUNIKACIA 3s2tx2
POMIESZCZENIE T T T T |1s08 | T | (- [40-60% 40-60%
30V, 50 X
1°¢)
21°C
1.21 KOMUNIKACIA 3s2tx2
POMIESZCZENIE T T T | 1506 | T | (- [40-60% 40-60%
30V, 50 .
1°0)
122 5LUZA CZYSTA POMIESZCZENIE T T T [1507 ] T
1.23 SLUZA TOWAROWA SOTTESICIENE =
1.24 KOMUNIKACIA
POMIESZCZENIE
Regat (wg rzutu) N
Stolik mobilny (wg rzutu) N
1.25 POM. PORZADKOWE Krzesto (wg rzutu) N
POMIESZCZENIE - W\tkonanie wentylacji, montaz kratek
nawiewu
1.26 KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE
1.18 KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE
Miska ustepowa N 1
Umywalka N 1
Szafka N 1
2.202 TOALETA DAMSKA Prysznic N L
POMIESZCZENIE 2s2tx2
30,50
~ Miska ustepowa N 1
13 Umywalka N 1
& szafka N 1
& [2.203 TOALETA MESKA Pisuar N 1
POMIESZCZENIE 2s2tx2
30,50

2.211 POM. PORZADKOWE

POMIESZCZENIE

2.217 LABORATORIUM

Schody

POMIESZCZENIE




